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科研人员提出孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新方法

 近日，中国科学院近代物理研究所材料研究中心与俄罗斯杜布纳联合核子研究所合作，研发出一种孔径小于10纳米
的固态纳米孔制备新技术。相关研究成果发表在《纳米快报》（NanoLetters）上。

 高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前，在无机薄膜材料中制备固
态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。该方法在制备过程中需实时反馈，更适合于单个纳米孔的制备。因此
，探索孔径可调、孔密度可控和无需实时反馈的固态纳米孔快速制备技术具有重要的科学意义。

 科研人员基于兰州重离子研究装置（HIRFL），利用快重离子作用于WO3纳米片材料，实现了直接“打孔”的制备
方法。同时，科研人员利用分子动力学模拟对物理机理进行解释，发现重离子在材料中的沉积能量会引起材料局域瞬
时熔融喷发，以及熔融相的粘度和表面张力大小是决定纳米孔形成的关键因素。

 该方法通过改变重离子的电子能损调控孔径大小，改变重离子辐照注量调节孔密度，使得整个制孔过程一步完成，
不涉及化学蚀刻，具有一定的普适性和应用潜力。

 该工作为重离子束应用于固态纳米孔制备开辟了新途径，并为解释重离子在固体材料中潜径迹形成的微观机理提供
了重要的理论依据。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会等的支持。

快重离子在WO3纳米片中直接形成纳米孔示例 图/徐丽君 翟鹏飞

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/tech/197860.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                  页面 1 / 1

http://www.china-nengyuan.com/tech/197860.html
http://www.tcpdf.org

